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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Aufbau eines 
optischen Strahlfuhrungssystems in einer kontaminationsfreien 
Atmosphare und einem dem Aufbau dienenden universellen 
Optikmodul besteht die Aufgabe, bei der Handhabung, der Montage 
und bei Justiermassnahmen auftretende Verunreinigungen der 
optischen Abbildungselemente zu vermeiden. Das Abbildungselement 
wind ausserhalb der kontaminationsfreien Atmosphare des 
Strahlfuhrungssystems mit seiner optischen Achse geschiitzt vor 
atmospharischen Einfliissen gegentiber einer ersten Referenz eines 
Tragers ausgerichtet auf dem Trager fixiert und der Trager gemeinsam 
mit dem Abbildungselement geschiitzt vor atmospharischen 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Aufbau eines 
optischen Strahlfuhrungssystems in einer kontarninationsfreien 
Atmosphare und einem dem Aufbau dienenden universellen 
Optikmodul besteht die Aufgabe, bei der Handhabung, der Montage 
und bei Justiermassnahmen auftretende Verunreinigungen der 
optischen Abbildungselemente zu vermeiden. Das Abbildungs- 
element wird ausserhalb der kontarninationsfreien Atmosphare 
des Strahlfuhrungssy stems mit seiner optischen Achse geschutzt 
vor atmospharischen Einfliissen gegeniiber einer ersten Referenz 
eines Tragers ausgerichtet auf dem Trager fixiert und der Trager 
gemeinsam 
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mit dem Abbildungselement geschutzt vor atmospharischen EinflUssen in die kontaminationsfreie Atmosphare des 
Stiahlfuhrungssystems gebracht und mit der ersten Referenz ausgerichtet zu einer zweiten Referenz eines Aufnahmeelementes 
auf dem Aufnahmeelement befestigt, wodurch eine Ausrichtung der optischen Achse des Abbildungselementes in dem 
Strahlfuhrungssystem erfolgt. Das Verfahren und das Optikmodul sind insbesondere dort verwendbar, wo Optiken vor 
Umwelteinfllissen geschUtzt in einem Strahlfuhrungssystem sofort funktionsfahig positioniert werden mussen. 
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Verfahren zum Aufbau eines optischen Strahlf uhrungssystems 
in einer kontaminationsf reien Atmosphare und universelles 
Optikmodul fur den Aufbau 

5 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Aufbau 
eines optischen Strahlf uhrungssystems in einer 
kontaminationsf reien Atmosphare durch Bestuckung mit 
optischen Abbildungselementen sowie ferner auf ein 
universelles Optikmodul mit einer Tragerplatte zur 
10 Aufnahme fttr mindestens ein optisches Abbildungselement in 
einer Auf nahmeebene . 

Bekanntermafien werden bei der optischen Lithographie 
Chipstrukturen mit Hilfe einer Maske und mit Licht auf 

15 einen Wafer ubertragen. Wahrend spezielle Laser die fur 
eine hohe Auflosung notwendigen Wellenlangen erzeugen, 
dienen hochauf losende Pro jektionsobj ektive zur Abbildung 
der Strukturen, wobei den darin enthaltenen 
hochstauf losenden Linsen eine zunehmende Bedeutung 

20 aufgrund immer kleiner werdender Chipstrukturen zukommt. 

Der fundamentale physikalische Zusammenhang zwischen 
erreichbarer Auflosung und der Arbeitswellenlange der 
Belichtungsstrahlung erfordert den Einsatz immer 
25 kurzerwelligerer Strahlungsquellen im DUV, VUV und 
zukUnftig im EUV. 

Mit dem Obergang zu immer kurzeren Wellenlangen sind neue, 
fUr diese Wellenlangen hinreichend transparente und 
30 gegeniiber der eingesetzten Strahlung resistente 
Materialien, wie zum Beispiel Calziumf luorid erf orderlich . 

Daruber hinaus wirken immer mehr Gasbestandteile unserer 
natttrlichen Atmosphere (Sauerstoff, Wasserdampf, 

35 Kohlenwasserstof fe) fUr die kurzeren Wellenlangen stark 
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absorbierend und Kontaminationen der optischen Oberflachen 
mit diesen Gasbestandteilen beeintrachtigen die 
Transmission und die Lebensdauer der optischen 
Abbildungselemente und damit die Transmission im optischen 
5 Strahlengang. 

Aus diesem Grund mussen derartige optische 
Strahlf uhrungssysteme von einer kontaminationsf reien 
Atmosphare umgeben sein, indem eine Spulung mit 
10 Reinstgasen erfolgt oder die Systeme befinden sich im 
Vakuum. 

Bisher nicht zuf riedenstellend gelost ist das Problem der 
Montage, der Handhabung und insbesondere der Justierung 

15 der optischen Abbildungselemente unter den Bedingungen der 
kontaminationsf reien Atmosphare , die sowohl beim 
erstmaligen Aufbau eines optischen Strahlf uhrungssystems 
als auch beim Austausch einzelner Elemente aufgrund von 
VerschleilSerscheinungen inf olge hoher 

20 Laserstrahlenbelastung notwendig wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, das bestehende 
Problem zu 15sen, insbesondere bei der Handhabung, der 
Montage und bei JustiermaJJnahmen auftretende 

25 Verunreinigungen der optischen Abbildungselemente zu 
vermeiden. 

Gemafi der Erfindung wird die Aufgabe durch ein Verfahren 
der eingangs genannten Art dadurch gelost, dass 
30 - das Abbildungselement aufierhalb der 

kontaminationsf reien Atmosphare des 

Strahlftihrungssystems mit seiner optischen Achse 
geschutzt vor atmospharischen Einflussen gegenuber 
einer ersten Referenz eines Tragers ausgerichtet auf 
35 dem TrSger fixiert wird, und 
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- dass cier Trager gemeinsam mit dem Abbildungselement 
geschutzt vor atmospharischen Einfliissen in die 
kontaminationsfreie Atmosphare des 

Strahlfuhrungssystems gebracht und mit der ersten 
Referenz ausgerichtet zu einer zweiten Referenz eines 
Aufnahmeelementes auf dem Auf nahmeelement befestigt 
wird, wodurch eine Ausrichtung der optischen Achse 
des Abbildungselementes in dem Strahlf uhrungssystem 
erfolgt . 

Besonders von Vorteil ist es, wenn die Ausrichtung der 
optischen Achse des Abbildungselementes anhand einer 
Justiervorlage erfolgt . 

15 Von Vorteil ist es auch, dass eine 

Reinigung/Dekontaminierung des Abbildungselementes und des 
Tragers aufierhalb der kontaminationsf reien Atmosphare des 
optischen Strahlfuhrungssystems durchgef tthrt werden kann. 

20 Das optische Abbildungselement kann bei der vor 
Umwelteinf lussen geschutzten Oberfiihrung in den 
Pro j ektionsstrahlengang des Strahlf uhrungssystem sof ort 
mit hoher Reproduzierbarkeit der Justierung f unktionsf ahig 
montiert werden, ohne dass Nachjustierungen unter den 

25 dortigen Bedingungen und zusatzliche zeitauf wendige 
Dekontaminierungsschritte erf orderlich sind . Auf wendige 
gas- und vakuumdichte Durchf tihrungen fur Stellelemente und 
zeitaufwendige Dekontaminierungsprozesse in der Anordnung 
konnen dadurch vermieden werden. 



30 



Eine Oberfuhrung des Tragers mit dem Abbildungselement 
kann z. B. mit Hilfe eines Transportbehalters und eines 
Schleusensystems erfolgen, wie es in DE 101 64 529-5 
vorgeschlagen wird. 
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Die kostenintensiven, durch Laserstrahlung belasteten 
optischen Abbildungselemente konnen zusammen mit der 
Tragerplatte leicht gewechselt und einem 

Wiederaufbereitungsprozess zugeflihrt werden. Die durch 
5 Laserstrahlung belasteten optischen Abbildungselemente 
konnen in einem solchen Prozess nachpoliert und neu 
beschichtet werden. Die nachpolierten und neu 
beschichteten optischen Abbildungselemente konnen im 
vor justierten Zustand geschiitzt aufbewahrt werden, urn im 
10 Bedarfsfall fur den Einsatz in einem Strahlf uhrungssystem 
wieder zur Verfugung zu stehen. 

Gegenstand der Erfindung ist ferner ein universelles 
Optikmodul der eingangs genannten Art, bei dem die 

15 Tragerplatte das optische Abbildungselement mit seiner 
optischen Achse ausgerichtet zu einer Achse mit einer 
vorgegebenen Achsrichtung tragt und die Achse eine feste 
raumliche Anordnung zu einer mit der Tragerplatte 
verbundenen Referenz aufweist, mit der die Tragerplatte 

20 positionierbar ist. 

Bei einer senkrecht zur Auf nahmeebene verlaufenden 
vorgegebenen Achsrichtung sind in die Tragerplatte als 
Referenz Anlagef lachen eingearbeitet, die in einer 
25 gemeinsamen, zu der Auf nahmeebene parallelen Ebene 
zueinander ausgerichtet sind. 

Vorteilhaft wirkt sich aus, wenn die Anlagef lachen als 
Kugeln in einer Dreierf ormation in die Tragerplatte 
eingelassen sind. 

30 

Die Tragerplatte enthalt zur Justierung des optischen 
Abbildungselementes mindestens ein Stellelement , das mit 
einem stellbaren Anschlag torsionsfrei an dem optischen 
Abbildungselement angreift. 



35 



\ 



W O 03/062926 ^^T/D«C W75S 



Die Rotationsbewegung und der daraus resultierende 
stSrende Einfluss auf die Optik durch die reibende 
Bewegung von aneinander anliegenden Flachen, wie sie bei 
den sonst ublicherweise verwendeten feinfuhligen 
5 Stellschrauben auftreten, wird vermieden, indem der 
stellbare Anschlag an einem Hebelarm eines 
Festkorpergelenkes angebracht ist, der gegenuber einem 
feststehenden Teil durch eine an dem Hebelarm angreifende 
Stellspindel verstellbar ist. 

10 

Die Stellspindel ist durch eine Druckfeder vorgespannt und 
arretiert, die sich an dem Hebelarm und an einer, in einem 
Spindellager in dem feststehenden Teil befestigten 
Druckhiilse abstutzt. Das ist deshalb von Vorteil, da durch 

15 die Verbindung der vorgespannten Stellspindel mit dem 
Hebelarm des Festkorpergelenkes die Lose aus der Spindel 
herausgenommen sind. Die einstellbare Linearposition kann 
dadurch in Schrittweiten von 0,3 bis 0,4 mm erreicht 
werden. Besonders vorteilhaft kann so eine zur Justierung 

20 erforderliche Verstellung des optischen 

Abbildungselementes parallel zur Aufnahmeebene der 
Tragerplatte erfolgen. 

Kontaminationen der optischen Oberflache werden 
25 schliefilich auch dadurch vermindert, dass die Stellspindel 
und ein zum Angreifen an dem Hebelarm dienendes 
Feingewinde mit einer die Reibungskraf te minimierenden 
Spezialbeschichtung versehen sind, die selbst keine 
Partikel freigibt und durch die ein schmiermittelf reies 
30 Arbeiten ermoglicht wird. 

Die Erfindung soil nachstehend anhand der schematischen 
Zeichnung naher erlautert werden. Es zeigen: 
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Fig- 1 eine Draufsicht auf ein Optikmodul mit einer 
darauf justiert befestigten Zylinderlinse 

Fig. 2 einen Schnitt A-A durch das Optikmodul 

5 

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Stellelement zur 
Justierung eines auf dem Optikmodul 
befestigten optischen Abbildungselementes 

10 Fig. 4 eine Vorderansicht des Stellelementes 

Fig. 5 einen Schnitt A-A durch das Stellelement 

Fig. 6 eine Schnittdarstellung durch ein modulartig 
15 ausgebildetes Schutzgehauseteil zur Aufnahme 

eines optischen Abbildungselementes fur ein 
Strahlfuhrungssystem und einen an das 
Schutzgehauseteil angedockten Transport- 
behalter 

20 

Der in Fig. 1 dargestellte universelle Optiktrager ist 
gemafi der Erfindung dafur vorgesehen, auf einer 
Tragerplatte 1 ein optisches Abbildungselement 2, wie z. B 
25 eine optisch abbildende und strahlf ormende spharische oder 
zylindrische Linse oder insbesondere auch ein asymmetrisch 
ausgebildetes Abbildungselement aufzunehmen und zur 
Bestiickung eines von einer kontaminationsf reien Atmosphare 
umschlossenen Projektionsstrahlenganges zu dienen. 



30 



Selbstverstandlich ist das Optikmodul auch fur andere 
optische Abbildungselemente, wie z. B. Blenden, Gitter, 
Prismen, Spiegel und Strahlteiler oder aber Pruftools 
sowie Sensoren geeignet. 
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Zu diesem Zweck wird das optische Abbildungseleraent 2 
aufterhalb der kontaminationsf reien Atmosphere des 
Strahlfahrungs systems mit seiner optischen Achse geschutzt 
vor atmospharischen Einflussen mit Hilfe einer 
5 nichtdargestellten Justiervorrichtung anhand einer 
Justiervorlage zu einer Achse X-X mit einer vorgegebenen 
Achsrichtung ausgerichtet , die in fester raumlicher 
Beziehung zu einer mit der Tragerplatte 1 verbundenen 
Referenz steht und senkrecht zu einer Auf nahmeebene E-E 

10 verlauft, in der Auflagen 3 fur das optische 
Abbildungs element 2 angeordnet sind. Im vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel wird die Referenz durch zueinander 
ausgerichtet e Anlagef ISchen 4, 5 und 6 verkorpert, die als 
Kugeln in einer Dreierf ormation in einer gemeinsamen, zu 

15 der Auf nahmeebene E-E parallelen Ebene B-B liegend in die 
Tragerplatte 1 eingelassen sind. Die kugelformig 
ausgebildeten Anlagef lachen 4, 5 und 6 dienen der 
Positionierung der Tragerplatte 1 sowohl gegemiber der 
Justiervorlage in der Justiervorrichtung als auch bei der 

20 Montage der Tragerplatte 1 in dem Strahlf uhrungssystem. An 
der Tragerplatte 1 ist ein Bef estigungselement 7 mit 
eingearbeitetem Einschraubgewinde 8 fur einen 
nichtdargestellten Manipulator vorgesehen, mit dem die 
Tragerplatte 1 mit dem darauf justiert befestigten 

25 optischen Abbildungselement 2 z. B. aus einem 
Aufbewahrungs- und Transportbehalter durch ein 
Schleusensystem in den gespulten Arbeitsraum einer 
Halbleiterbearbeitungsanlage uberfiihrt und dort in einem 
Projektionsstrahlengang im arbeitsf ahigen Zustand 

30 positioniert werden kann. 

Die Tragerplatte 1 enthalt Bef estigungs- und Stellelemente 
in Form von festen Anschlagen, von Halteelementen, die in 
der vorgegebenen Achsrichtung oder senkrecht dazu federnd 
35 ausgebildet sind sowie in Form von stellbaren Anschlagen 
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zur Ausrichtung des optischen Abbildungs el ententes 2. Im 
vorliegenden Fall wird die Zylinderlinse durch die in der 
vorgegebenen Achsrichtung X-X federnd ausgebildeten 
Halteelemente 9, 10 und 11 auf den Auflagen 3 gehalten und 
5 liegt an einem festen Anschlag 12 und senkrecht zur 
vorgegebenen Achsrichtung federnd ausgebildeten Anschlagen 
13 an. Einer parallel zur Auf nahmeebene E-E gerichteten 
Verstellung dienen Stellelemente 14 und 15, bei denen 
stellbare Anschlage direkt am optischen Abbildungselement 
10 2 infolge der Wirkung der federnden Anschlage 13 federnd 
angreifen. Ein spannungsarmes Fassen des optischen 
Abbildungselementes 2 wird somit ermbglicht . 

Die Anordnung und die Anzahl der Bef estigungs- und 
15 Stellelemente ist nicht auf die hier beschriebene 
Konf iguration beschrankt und bestimmt sich nach dem 
justiert zu bef estigenden optischen Abbildungselement und 
den beabsichtigten Verstellungen, insbesondere nach der 
Form des Abbildungselementes, die symmetrisch oder 
20 asymmetrisch sein kann. Die Anordnung kann aber immer so 
gewahlt werden, dass eine Nacharbeit der optischen 
Oberflachen ohne Anderung der Geometrie der Spannflachen 
gewahrleistet ist. Das wird dann erforderlich sein, wenn 
die optischen Oberflachen infolge hoher 

25 Laserstrahlenbelastung nicht mehr den gestellten 
Abbildungsanf orderungen gerecht werden. 

Weiterhin sind bei geeigneter Anordnung der Bef estigungs- 
und Stellelemente Justierungen nicht nur in radialer, 
30 sondern auch in axialer Richtung moglich. 

Das in den Figuren 3 bis 5 in seinem Aufbau dargestellte 
Stellelement, von dem mindestens eines zur Justierung des 
optischen Abbildungselementes 2 auf der Tragerplatte 1 
35 verwendet wird, weist einen stellbaren Anschlag 16 auf, 
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der torsionsfrei an dem optischen Abbildungselement 2 
angreifen kann. Die Torsionsf reiheit wird dadurch 
erreicht, dass der Anschlag 16 an einem Hebelarm 17 eines 
Festkorpergelenkes 18 angebracht ist, der gegenuber einem, 
5 auf der Tragerplatte 1 zu bef estigenden f eststehenden Teil 
19 durch eine in dem Hebelarm 17 eingeschraubte, axial 
durch eine Druckfeder 20 vorgespannte und arretierte 
Stellspindel 21 verstellbar ist. Die Druckfeder 20 stutzt 
sich an dem Hebelarm 17 und an einer Druckhulse 22 ab, die 

10 in einem Spindellager 23 in dem f eststehenden Teil 19 
befestigt ist. Der Anschlag 16 ist dabei zur Stellspindel 
19 axial versetzt in den Hebelarm 17 eingepresst. Eine 
zwischen der Stellspindel 21 und der Druckhulse 22 
angeordnete Kugelscheibe 24 dient zum Ausgleich der 

15 Bewegung des Hebelarmes 17 uber das Festkorpergelenk 18. 
Mit den Senkbohrungen 25 und Stif tbohrungen 26 wird der 
feststehende Teil 19 auf der Tragerplatte 1 befestigt. 

Die Stellspindel 21 und das Feingewinde, in die die 
20 Stellspindel 21 eingeschraubt ist, sind mit einer 
nichtgasenden Spezialbeschichtung (z.B. DNC- 

Oberf lachenveredelung) versehen, mit der ReibungskrSf te 
minimiert werden und ein schmiermittelf reies Arbeiten 
gewahrleistet ist. 

25 

Das in Fig. 6 dargestellte modulartig ausgebildete 
Schutzgehauseteil 27 ist dafar vorgesehen, mindestens ein 
universelles Optikmodul mit dem mit seiner optischen Achse 
darin justiert befindlichen Abbildungselement 2 

30 aufzunehmen, wobei seitlich angesetzte Flansche 28, 29 
dazu dienen, mehrere solcher Schutzgehauseteile 27 
miteinander zu verbinden oder das Schutzgehauseteil mit 
mindestens einem Eintritts- oder Austrittsf enster gasdicht 
zu verschliefien, um ein von einer kontaminationsf reien 

35 Atmosphare umschlossenes optisches Strahlf uhrungssystem 
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mit einem mittig durch die Flansche 28, 29 gefiihrten 
Projektionsstrahlengang P-P zu schaffen. 

Innerhalb des Schutzgehauseteiles 27 ist fur jedes 
5 Optikmodul ein Aufnahme element 30 mit einer zweiten 
Referenz vorgesehen, die kongruent zu den kugeligen 
Anlagef lachen 4, 5 und 6 gestaltet ist und in einem 
Dreieck symmetrisch zum Projektionsstrahlengang P-P 
angeordnet, jeweils ein prismatisches, ein ebenes und ein 
10 kegeliges Anlageelement aufweist. 

Das Aufnahmeelement 30 ist im vorliegenden 
Ausftthrungsbeispiel an einem gehausef esten Winkel 31 
befestigt, kann aber auch durch eine Verstellmoglichkeit 
15 des Winkels 31 zusatzlich justierbar sein. 

Fur die vor atmospharischen Einfliissen geschutzte 
Oberfiihrung des Optikmoduls in den Projektionsstrahlengang 
P-P und aus diesem heraus ist das Schutzgehauseteil 27 mit 

20 einer Schleusenof f nung 32 und einer als Interface fttr 
einen Transportbehalter 33 dienende Auf nahmeplatte 34 
ausgestattet, an die der Transportbehalter 33 in der in 
Fig. 3 dargestellten Weise durch Aufsetzen angedockt 
werden kann. Die Schleusenof f nung 32 besitzt einen 

25 Verschluss 35, der durch einen Mitnehmer an dem 
Transportbehalter 33 nach dem Aufsetzen verstellbar ist. 
Mit Hilfe eines Manipulators 36 kann die Oberfiihrung des 
Optikmoduls in einer Richtung senkrecht zum 
Proj ektionsstrahlengang P-P erf olgen. 

30 
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Patent anspriiche 

1. Verfahren zum Aufbau eines optischen 
Strahlfuhrungssystems in einer kontaminationsf reien 

5 Atmosphare durch Bestuckung mit optischen 

Abbildungselementen, dadurch gekennzeichnet , dass 

- das Abbildungselement aufierhalb der 
kontaminationsf reien Atmosphare des 
Strahlfuhrungssystems mit seiner optischen Achse 

10 geschutzt vor atmospharischen Einflussen gegenuber 

einer ersten Referenz eines Tragers ausgerichtet auf 
dem Trager fixiert wird, und 

- dass der Trager gemeinsam mit dem Abbildungselement 
geschutzt vor atmospharischen Einflussen in die 

15 kontaminationsf reie Atmosphare des 

Strahlfuhrungssystems gebracht und mit der ersten 
Referenz ausgerichtet zu einer zweiten Referenz eines 
Aufnahmeelementes auf dem Auf nahmeelement befestigt 
wird, wodurch eine Ausrichtung der optischen Achse 

20 des Abbildungselementes in dem Strahlf uhrungssystem 

erf olgt . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Ausrichtung der optischen Achse des 

25 Abbildungselementes anhand einer Justiervorlage 

erf olgt . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Reinigung/Dekontaminierung 

30 des Abbildungselementes und des Tragers aufierhalb der 

kontaminationsfreien Atmosphare des optischen 
Strahlfuhrungssystems durchgefuhrt wird. 

4. Universelles Optikmodul mit einer Tragerplatte (1) zur 
35 Aufnahme fttr mindestens ein optisches Abbildungselement 

(2) in einer Auf nahmeebene (E-E) , dadurch 
gekennzeichnet, dass die Tragerplatte (1) das optische 
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Abbildungselement (2) mit seiner optischen Achse 
ausgerichtet zu einer Achse (X-X) mit einer 
vorgegebenen Achsrichtung tragt und die Achse (X-X) eine 
feste raumliche Anordnung zu einer mit der Tragerplatte 
5 (1) verbundenen Referenz aufweist, mit der die 

Tragerplatte (1) positionierbar ist. 

5. Optikmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Achse (X-X) senkrecht zur Auf nahmeebene (E-E) 

10 verlauft und in die Tragerplatte (1) als Referenz 

Anlageflachen (4, 5, 6) eingearbeitet sind, die in 
einer gemeinsamen, zu der Aufnahmeebene (E-E) 
parallelen Ebene (B-B) liegend die Achse (X-X) 
konzentrisch umschlieflen. 

15 

6. Optikmodul nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anlageflachen (4, 5, 6) als Kugeln in einer 
Dreierformation in die Tragerplatte (1) eingelassen 
sind. 

20 

7. Optikmodul nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Tragerplatte (1) zur 
Justierung des optischen Abbildungselementes (2) 
mindestens ein Stellelement (14, 15) enthalt, das mit 

25 einem stellbaren Anschlag (16) torsionsfrei an dem 

optischen Abbildungselement (2) angreift. 

8. Optikmodul nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass der stellbare Anschlag (16) an einem Hebelarm (17) 

30 eines Festkdrpergelenkes (18) angebracht ist, der 

gegeniiber einem f eststehenden Teil (19) durch eine an 
dem Hebelarm (17) angreifende Stellspindel (21) 
verstellbar ist. 

35 9. Optikmodul nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stellspindel (21) durch eine Druckfeder (20) 
vorgespannt und arretiert ist, die sich an dem Hebelarm 
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(17) und an einer, in einem Spindellager (23) in dem 
feststehenden Teil (19) befestigten Druckhtilse (22) 
abstutzt • 

10. Optiktrager nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Stellspindel (21) und ein zum Angreifen an dem 
Hebelarm (17) dienendes Feingewinde mit einer die 
Reibungskrafte minimierenden Spezialbeschichtung 
versehen sind. 

11. Optiktrager nach einem der Anspruche 4 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine zur Justierung erf orderliche 
Verstellung des optischen Abbildungselementes (2) 
parallel zur Auf nahmeebene (E-E) der Tragerplatte (1) 
erf olgt . 
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